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Verfahren zur Erzeugung eines Flachenmusters hoher 
Aufl6sung 
: LEONHARD KURZ GmbH & Co. KG 



Im Hinblick auf den schriftlichen Bescheid der int. Recherchenbehorde wird folgendes 
erwidert: 

Die Entgegenhaltung D1: US 4,715,623 A offenbart ein Verfahren zum Einbringen ei- 
nes versteckten Musters in ein Wertdokument, bei welchem mittels eines Tiefdruck- 
verfahrens ohne Ubertrag einer Drucksubstanz oder Druckfarbe ein raumliches Muster 
auf der Oberflache des Wertdokuments erzeugt wird. Dabei werden voneinander unter- 
schiedliche Rillen-Muster gebildet, deren Vorhandensein durch ein unterschiedliches 
Reflexionsvermogen bei bestimmten Blickwinkeln sichtbarwird (siehe D1, Spalte 1, 
Zeilen 43 bis 66). Das versteckte Muster kann bereichsweise mit Druckfarbe uberdruckt 
werden, um den Betrachter optisch zusatzlich von dem Muster abzulenken und so das 
Muster noch gezielter zu verbergen (siehe D1, Spalte 2, Zeilen 7 bis 13). Das Muster 
kann dabei jegliche uber Tiefdruck erzeugbare Tiefe oder Breite aufweisen, wobei als 
bevorzugte Bereiche eine Eindrucktiefe von 0,00025" (entspricht 63,5 um) und eine 
Anzahl von 120 Linien pro Zoll (entspricht ca. 4,72 Linien pro mm) offenbart ist. 
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lm Hinblick auf den aktuellen Anspruch 17 der Patentanmeldung, welcher einen Mehr- 
schichtkorper mit einer Musterschicht in Form eines Flachenmusters hoher Auflosung 
beansprucht, ist der D1 an keiner Stelle zu entnehmen, dass die Gberdruckung des 
dort mittels Tiefdruck erzeugten Musters eine hohe Auflosung besitzen soil oder dass 
das Muster dazu dienen wurde, die Auflosung des Druckbilds zu erhohen . 
Gemafi des Grundgedankens der Erfindung soli der im Kennzeichen des Anspruch 17 
der Patentanmeldung verwendete Begriff „Feinstrukturierung" eine Feinstrukturierung 
in der Ebene (also eine hohere Auflosung) bezeichnen. Siehe dazu auch die Beschrei- 
bung der Patentanmeldung, Seite 6, Zeilen 23 bis 29. 

Weiterhin ist im Vergleich zwischen Anspruch 17 der Patentanmeldung und der D1 
festzustellen, dass in Anspruch 17 der Patentanmeldung eine, in eine Substratschicht 
replizierte, mikroskopische Oberflachenstruktur offenbart ist. Der Begriff „mikrosko- 
pisch" bedeutet, dass die Oberflachenstruktur nur mit dem Mikroskop, aber nicht mit 
blofJem Auge erkennbar ist. Fur die Muster gemafi der D1 ist jedoch angegeben, dass 
deren Vorhandensein bei bestimmten Blickwinkeln sichtbar ist. Die Oberflachenstruktur 
gemafS Anspruch 17 der Patentanmeldung muss somit weitaus feiner sein als die in D1 
offenbarte. Siehe hierzu auch Anspruch 16 der Patentanmeldung, wo eine Strukturtiefe 
von < 2pm bei einer Anzahl von 50 Rillen/mm als bevorzugt angegeben ist. Im Ver- 
gleich zu den Angaben in der D1 sind die bevorzugten Strukturtiefen somit weitaus ge- 
ringer und die bevorzugte Rillenanzahl pro Flacheneinheit deutlich hoher. 
Die mikroskopische Oberflachenstrukturierung gemali der Erfindung dient lediglich da- 
zu, die aufgebrachte Druckfarbe in bestimmten Richtungen am Verlaufen zu Hindern 
(Verkleinerung der Druckbreite) bzw. in anderen Richtungen das Verlaufen zu forcieren 
(Vergrofterung der Druckbreite). Voraussetzung dafur ist, dass das aufgebrachte Volu- 
men an Drucksubstanz in einem angemessenen Verhaltnis zum Volumen der mikro- 
skopischen Oberflachenstrukturierung steht. Eine Sichtbarkeit der mikroskopischen 
Oberflachenstrukturierung ist nicht erwunscht, insbesondere nicht nach dem Oberdru- 
cken mit einer Drucksubstanz. 

Auch im Hinblick auf die Vorrichtung gemaft Anspruch 22 der Patentanmeldung sind 
die oben zu Anspruch 17 der Patentanmeldung angefuhrten Unterschiede zu D1 zu 
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Die Anspruche 17 und 22 der Patentanmeldunq sind somit neu als auch erfinderisch im 
Hinblick auf die D1 . Die Anspruche 1 8 bis 21 , 23 und 24 sind auf jeweils einen der An- 
spruche 17 Oder 22 ruckbezogen. 

Es wird hoflichst gebeten, auch die Patentfahigkeit der aktuellen Patentanspruche 17 
bis 24 anzuerkennen. Sollte es im Hinblick auf deren Patentfahigkeit allerdings noch 
Bedenken geben, wird urn telefonische Rucksprache gebeten. 
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